R ‘ Paent.und Markenan AR

(9DE 10 2012 107 448 A1 2014.02.20

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2012 107 448.8 (51) Int CL.:
(22) Anmeldetag: 14.08.2012 C23C 14/35 (2006.01)

(43) Offenlegungstag: 20.02.2014

(71) Anmelder: (72) Erfinder:
VON ARDENNE Anlagentechnik GmbH, 01324, Kossev, lordan, Dr., 01067, Dresden, DE; Lohnert,
Dresden, DE Johannes, 01237, Dresden, DE; Stiegler, Jorg, Dr.,
01328, Dresden, DE
(74) Vertreter:
Patentanwilte Lippert, Stachow & Partner, 01309,
Dresden, DE

Prifungsantrag gemaR § 44 PatG ist gestellt.
Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen enthommen

(54) Bezeichnung: Verfahren und Anordnung zum Schutz eines Rohrtargets eines Rohrmagnetrons vor Korrosion

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betritt ein Verfahren

und eine Anordnung zum Schutz eines Rohrtargets eines

Rohrmagnetrons vor Korrosion, wobei das Rohrtarget ein

drehbares Grundrohr und ein auf dem Tragerrohr angeord-

netes Targetmaterial umfasst, wobei auf einem in dem In- 1 ?
nenraum des Rohrtargets angeordneten Tragerrohr ein Ma- 7
gnetsystem befestigt wird, wobei das Rohrtarget von einem

in dem Innenraum des Rohrtargets angeordneten Kuihlkreis- R
lauf mit einem KihImittel gekihlt wird. Dabei kénnen Kor- 8
rosionserscheinungen an der Innenflache des Tragerrohrs, 4
die direkt in Kontakt mit dem Kihlwasser steht, auftreten. [ ——
Diese Probleme werden erfindungsgemaf geldst durch eine .
geeignete Potentialdifferenz zwischen dem Rohrtarget und : R
dem Magnetsystem, welche die Potentialschwelle fiir elek-
trochemische Korrosionsreaktionen an der mit dem KuhImit- {

tel in Kontakt stehenden Oberflache des Grundrohrs nicht
Uberschreitet. 2
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ei-
ne Anordnung zum Schutz eines Rohrtargets eines
Rohrmagnetrons vor Korrosion, wobei das Rohrtar-
get als Kathode betrieben wird und ein drehbares
Grundrohr mit einem Targetmaterial umfasst, wobei
in dem Innenraum des Rohrtargets, insbesondere im
Innenraum des Grundrohres ein feststehendes Tra-
gerrohr angeordnet ist, auf dem ein Magnetsystem
befestigt ist, wobei das Rohrtarget von einem in dem
Innenraum des Rohrtargets angeordneten Kuihlkreis-
lauf mit einem KuhImittel gekuhlt wird.

[0002] Zur Beschichtung von Substraten, insbeson-
dere von grofflachigen Substraten, werden in einer
Substratbehandlungsanlage, beispielsweise in einer
Sputteranlage, Rohrmagnetrons eingesetzt, welche
ein Rohrtarget aus einem Grundrohr mit einem Tar-
getmaterial aufweisen. Dabei ist eine Ausfiihrung be-
kannt, bei der das Targetmaterial auf dem Grund-
rohr auf dessen Aullenseite angeordnet ist. Eine an-
dere Ausflihrung sieht vor, dass das Grundrohr aus
dem Targetmaterial besteht, sogenannte Massivtar-
gets. Derartige Rohrtargets werden durch Beschich-
tungsprozesse erwarmt und diese Warme wird mit-
tels Kuhleinrichtungen, beispielsweise Kihlwasser-
kreislauf, nach auRen transportiert. Dabei treten hau-
fig Korrosionserscheinungen von Rohrtargets auf, wo
die Innenseite des Grundrohres eines Rohrtargets in
Kontakt mit dem Kihlwasser stehen.

[0003] Ublicherweise werden bei massiven Targets
das Grundrohr und das Targetmaterial monolithisch
aus einem Werkstoff hergestellt. Nur wenige metal-
lische Werkstoffe, die als Targetmaterial eingesetzt
werden, sind dabei in der Lage, gleichzeitig auch als
Grundrohr der korrosiven Wirkung des Kihlwassers
Widerstand zu leisten. Beispielsweise ist Edelstahl
ein geeignetes Material fir ein Grundrohr, da Edel-
stahl eine hohe Korrosionsbestandigkeit aufweist.
Bei anderen Metallen, wie zum Beispiel Aluminium
oder Zink, die elektronegativer als Edelstahl sind, tre-
ten Korrosionserscheinungen auf, die zum einen die
Lebensdauer der Targets verkirzen, zum anderen
die Qualitat des Kiuihlwassers beeintrachtigen und so-
mit zu héheren Produktionskosten flihren.

[0004] Bei Verwendung eines reaktiven Metalls bei
Massivtargets, wie Aluminium wird gegen Korrosi-
on auf die Innenseite des Grundrohres eine geeig-
nete Passivierungsschicht oder Schutzschicht auf-
gebracht, um das monolithisches Target herzustel-
len. Falls diese Schutzschicht an der Oberflache
des Targets bzw. des Grundrohrs mechanisch oder
chemisch durchbrochen ist, reagiert Aluminium sehr
schnell mit dem Kuihlwasser bzw. mit dem im Kihl-
wasser geldsten Sauerstoff und damit korrodiert das
Target auf der Innenseite des Grundrohres. Im Fal-
le, dass lonen von Kupfer oder weiteren Metallen,
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die elektrochemisch positiver als Aluminium sind, im
Wasser vorhanden sind, fihrt das zu einer weite-
ren Beschleunigung der Korrosion von Aluminium, da
sich diese Metalle auf die Oberflache des Alumini-
um-Targets elektrochemisch abscheiden und galva-
nische Paare mit dem Aluminium bilden. Weiterhin
kann ein ungunstiger pH-Wert des Wassers zu einem
schnellen Durchbruch der Schutzschicht flihren.

[0005] Bei Rohrmagnetrons ist ein Magnetsystem
in den Innenraum des Rohrtargets, insbesondere in
den Innenraum des Grundrohres eingebracht. Fig. 1
zeigt eine vereinfachte schematische Darstellung ei-
nes Rohrtargets mit einem Magnetsystem nach dem
Stand der Technik. Das Rohrtarget 1 umfasst ein
drehbares Grundrohr 11 und ein darauf angebrachtes
Targetmaterial 12, wobei es auch mdglich ist, dass
das Grundrohr 11 durch das Targetmaterial gebildet
wird. In dem Innenraum des Rohrtargets 1 ist ein Tra-
gerrohr 5 angeordnet, das als Kiihlwasserzuleitung
dient. Dabei ist das Magnetsystem 4 an dem Trager-
rohr 5 befestigt. In der Regel rotiert das Rohrtarget 1
um das ortsfeste Magnetsystem 4. Die Korrosion tritt
dabei an den inneren Oberflachen des Rohrtargets 1
sowie des Magnetsystems 4 auf, wo die Oberflachen
in Kontakt mit dem Kihlwasser stehen.

[0006] In der DE10312631A1 ist ein Magnetron mit
Kahlmittelschutz beschrieben, welches in einer Vaku-
umkammer angeordnet ist, mit einer Targetkonstruk-
tion und einer innerhalb der Targetkonstruktion ange-
ordneten Magnetkonstruktion, welche zumindest ei-
nen Magneten aufweist, und mit einem die Target-
konstruktion kiihlenden Kuhimittelkreislauf. Dabei ist
die Magnetkonstruktion gegentber dem Kiuhlkreis-
lauf so abgedichtet, dass dessen Kihimittel nicht mit
dem Magneten der Magnetkonstruktion in Bertihrung
kommt. Damit ermoglicht diese Magnetkonstruktion
eine beliebige Auswahl des Magnetmaterials ohne
die Einschrankung, ein Material wahlen zu mussen,
welches korrosionsbestandig bei Kontakt mit Wasser
ist.

[0007] Inder DE19751710A1 sind Magnetkdrper mit
Korrosionsschutzbeschichtung beschrieben, bei der
der einzelne Magnetkérper mit einer diesen allflachig
umgebenden Schutzschicht, welche aus einem an
dem Magnetkérper anliegenden Folienzuschnitt be-
steht, bedeckt wird, wobei benachbarte, einander ge-
genulberliegende Seitenkanten des Folienzuschnitts
derartig mit Mitteln verbunden sind, dass der Magnet-
korper in dem vom Folienzuschnitt umschlossenen
Hohlraum eingekapselt ist. Dabei besteht der Folien-
zuschnitt aus einem metallischen Werkstoff. Alterna-
tiv ist auch Kunststofffolie oder metallisierte Kunst-
stofffolie geeignet.

[0008] Wahrend des Sputterprozesses, bei dem das
Target als Kathode mit einer DC-Spannung betrie-
ben wird, bleibt die Spannung des Targets bzw.
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die Kathodenspannung theoretisch konstant. Prak-
tisch kann die Kathodenspannung jedoch periodi-
sche Schwankungen im Bereich von wenigen Volt
aufweisen, unter unginstigen Bedingungen auch ho-
her. Diese Schwankungen sind durch periodische
Schwankungen der Starke des Magnetfelds hervor-
gerufen, die aus der Targetrotation in Kombination
mit mechanischen Toleranzen und unrundem Lauf
des Targets resultieren. Die Schwankungen des Ma-
gnetfelds flhren dabei zu Schwankungen des En-
ergieeintrags ins Plasmas, welche mit Spannungs-
schwankungen von wenigen Volt einhergehen.

[0009] Das Rohrtarget stellt statisch einen Faraday-
schen Kéafig dar und alle innen liegenden Komponen-
ten sollen theoretisch auf dem gleichen Potential wie
das Target liegen. Fig. 2 zeigt ein elektrisches Ersatz-
schaltbild des Rohrtargets. Das auf3ere Grundrohr 11
wirkt als ein Faradayscher Kéfig und das innen lie-
gende Magnetsystem 4, das keine gute elektrische
Kopplung an das Target aufweist, verhalt sich wie
ein Kondensator. AuRerdem besteht zwischen dem
Rohrtarget 1 bzw. dem Grundrohr 11 und dem Ma-
gnetsystem 4 ein ohmscher Widerstand, der im Be-
reich von 100 Ohm oder mehr liegen kann.

[0010] Fig. 3 zeigt den resultierenden Spannungs-
verlauf zwischen dem Rohrtarget und dem Magnet-
system. Das Rohrtarget 1 wird mit einer konstanten
Spannung (Ur) betrieben und soll wahrend des Pro-
zesses auf einem konstanten Soll-Wert (Ur) blei-
ben. Durch Drehung des Rohrtargets 1 erfahrt das
Rohrtarget 1 jedoch eine dynamische Spannungs-
anderung (Urs) und das Magnetsystem 4, das wie
ein Kondensator fungiert, hat eine ahnliche Span-
nungsanderung (U, mit einer Phasenverschiebung
(6) aufgrund des kapazitiven Verhaltens des Magnet-
systems 4. Dabei entsteht eine periodische wech-
selnde Spannungsdifferenz (AUy;) oder Potential-
differenz zwischen dem Magnetsystem 4 und dem
Grundrohr 11, deren GréRRe von den Schwankungen
der Kathodenspannung und von der Frequenz der
Drehung des Rohrtargets 1 abhangig ist. Falls die-
se Potentialdifferenz die Spannung fir anodisches
Auflésen des Grundrohrmaterials tGberschreitet, dann
kann das Grundrohr eine Abtragung oder Auflésung
von Material erfahren.

[0011] Beispielsweise bei Verwendung eines Molyb-
dan-Targets treten die Korrosionserscheinungen erst
nach Beginn des Sputterprozesses auf. Molybdan ist
an sich relativ gut korrosionsbestandig im Kihlwas-
ser und soll beim Abschalten des Targets keine Kor-
rosion erfahren, auch wenn es Kontakt mit dem Kihl-
wasser hat. Wenn die Potentialdifferenz zwischen
dem Magnetsystem und dem Grundrohr wahrend des
Prozesses jedoch die Spannung flr elektrochemi-
sche Korrosion Uberschreitet, kann das Molybdan-
Target trotz hoher Korrosionsbestandigkeit anodisch
aufgelost werden. Dabei werden dem Molybdan-Me-
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tall Elektronen entzogen und es bilden sich positiv ge-
ladene Molybdan-lonen im Kuihlwasser; das Molyb-
dan-Target korrodiert.

[0012] Es ist deshalb Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, ein Verfahren und eine Anordnung anzu-
geben, mit denen die durch das Kihlwasser ver-
ursachten Korrosionsprobleme von Rohrtargets ein-
fach reduziert oder beseitigt werden kénnen, so dass
die Rohrtargets, insbesondere monolithische Rohrt-
argets, kostengunstig hergestellt werden kénnen.

[0013] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie eine Anord-
nung mit den Merkmalen des Anspruchs 7 gel6st.
Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in
den abhangigen Anspriichen angegeben.

[0014] Erfindungsgemal ist vorgesehen, dass ein
Rohrtarget als Kathode in einer Vakuumkammer zur
Beschichtung von Substraten betrieben wird, wobei
das Rohrtarget ein drehbares Grundrohr mit einem
Targetmaterial umfasst, wobei auf einem in dem In-
nenraum des Rohrtargets angeordneten Tragerrohr
ein Magnetsystem befestigt wird, wobei das Rohrt-
arget von einem in dem Innenraum des Rohrtargets
angeordneten Kuhlkreislauf mit einem Kihlmittel ge-
kihlt wird. Dabei kénnen Korrosionserscheinungen
an der Innenflache des Grundrohrs, die direkt in Kon-
takt mit dem Kuhlwasser steht, auftreten. Diese Pro-
bleme werden erfindungsgeman dadurch geldst dass
eine Potentialdifferenz zwischen dem Rohrtarget und
dem Magnetsystem eingestellt wird, welche die Po-
tentialschwelle fur elektrochemische Korrosionsreak-
tionen an der mit dem Kuahilmittel in Kontakt stehen-
den Oberflache des Grundrohrs nicht Uberschreitet.

[0015] In einer Ausgestaltung der Erfindung wird das
Magnetsystem auf ein mit dem Potential des Rohrt-
argets gleiches Potential gelegt und dadurch ergibt
sich keine Potentialdifferenz zwischen dem Grund-
rohr und dem Magnetsystem.

[0016] In einer anderen Ausgestaltung der Erfindung
wird das Potential des Magnetsystems von einer von
der Masse galvanisch getrennten Spannungsversor-
gung geregelt. Dabei wird das Potential des Magnet-
systems in Abhangigkeit vom Potential des Rohrtar-
gets eingestellt.

[0017] Es ist vorteilhaft das Potential des Magnet-
systems in Bezug auf das Potential des Rohrtargets
prazise konstant zu halten und damit unabhangig von
den Spannungsschwankungen des Rohrtargets eine
konstante Potentialdifferenz zwischen dem Rohrtar-
get und dem Magnetsystem zu erzeugen.

[0018] Bei bestimmten Materialien des Grundrohrs,
bei denen ein kathodisches Potential an dem Rohrtar-
get zu einer Passivierungswirkung fihren kann, kann
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ein anodisches Potential an das Magnetsystem ge-
legt werden und damit die Oberflache des Grundrohrs
durch Passivierung vor weiterer Korrosion geschutzt
werden. Es ist in diesen Fallen vorteilhaft das Ma-
gnetsystem in Bezug auf das Potential des Rohrtar-
gets auf ein anodisches Potential zu legen.

[0019] Durch Spaltung von Wasser (sogenannte
Wasserelektrolyse) entstehen mdglicherweise Gas-
bldschen an der Innenwand des Grundrohrs, die zu
einer verminderten Warmetubertragung fihren kon-
nen. Dies kann durch eine geeignete Potentialdiffe-
renz zwischen dem Rohrtarget und dem Magnetsys-
tem verhindert werden, die die Potentialschwelle fiir
elektrochemische Spaltung von Wasser nicht ber-
schreitet.

[0020] Zur Durchfiihrung des erfindungsgemafRen
Verfahrens wird die nachfolgend beschriebene An-
ordnung vorgeschlagen. Bei der erfindungsgemafien
Anordnung der eingangs genannten Art ist das Rohrt-
arget als Kathode mit einer Spannungsversorgung,
insbesondere einer Hochspannungsversorgung, ver-
bunden. Dabei sind in dem Innenraum des Rohrtar-
gets ein Magnetsystem auf einem innen liegenden
Tragerrohr sowie ein Kihlkreislauf mit einem Kihimit-
tel zur Aufnahme der Warme vom Rohrtarget ange-
ordnet. Erfindungsgemaf weist das Magnetsystem
zu dem Rohrtarget eine direkte oder indirekte elek-
trische Verbindung auf, mit der eine Potentialdiffe-
renz zwischen dem Magnetsystem und dem Rohrt-
arget einstellbar ist, so dass dadurch elektrochemi-
sche Korrosionsreaktionen an der mit dem KuhImit-
tel in Kontakt stehenden Oberflache des Grundrohrs
vermindert werden.

[0021] Vorzugsweise sind das Magnetsystem und
das Rohrtarget elektrisch leitend verbunden. Damit
kann die Potentialdifferenz zwischen dem Magnet-
system und dem Rohrtarget vernachlassigbar klein
gehalten werden, so dass keine elektrochemische
Reaktionen ablaufen kénnen.

[0022] Alternativ kann das Magnetsystem indirekt
mit der Kathode elektrisch verbunden sein. Dabei ist
das Magnetsystem bevorzugt mit einer von der Mas-
se galvanisch getrennten Spannungsversorgung, die
mit der Spannungsversorgung der Kathode elektrisch
gekoppelt ist, verbunden. Somit liegt zwischen dem
Magnetsystem und dem Rohrtarget eine definierte
Spannungsdifferenz an, die die Spannung fir anodi-
sches Auflésen des Grundrohrmaterials nicht Uber-
schreitet.

[0023] Die Erfindung soll nachfolgend anhand von
Ausfuhrungsbeispielen und zugehdrigen Zeichnun-
gen nadher erldutert werden. Dabei zeigen

[0024] Fig. 1 das oben bereits beschriebene Rohrt-
arget nach dem Stand der Technik,
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[0025] Fig. 2 das oben bereits beschriebene Ersatz-
schaltbild des Rohrtargets,

[0026] Fig. 3 den oben bereits beschriebenen Span-
nungsverlauf zwischen dem Rohrtarget und dem Ma-
gnetsystem,

[0027] Fig. 4 eine Darstellung eines erfindungsge-
maflen Rohrtargets mit einem Magnetsystem.

[0028] In Fig. 4 ist ein Rohrtarget mit einem Magnet-
system nach einem Ausfuhrungsbeispiel der Erfin-
dung dargestellt. Zur Beschichtung von Substraten
wird beispielsweise in einer Magnetronsputteranlage
ein Rohrtarget 1 als Kathode eingesetzt, welches an
seinen gegenuberliegenden Enden durch Endblécke
2, 3 getragen wird. Durch den Antriebsendblock 2 so-
wie den Versorgungsendblock 3 erfolgen die Kihlmit-
telversorgung, die Spannungsversorgung der Katho-
de, sowie der Antrieb zur Rotation des Rohrtargets
1. Das Rohrtarget 1 umfasst ein rohrférmiges Tar-
get, das ein Grundrohr 11 und ein auf der Aul3enfla-
che des Grundrohrs 11 angebrachtes Targetmateri-
al 12 aufweist. In dem Innenraum des Rohrtargets 1
ist ein Magnetsystem 4 angeordnet, welches Magne-
te aufweist und an einem innen liegenden Tragerrohr
5 befestigt ist. Das Tragerrohr 5 sowie das Magnet-
system 4 sind in dem Innenraum des Rohrtargets 1
fest gelagert. Das Rohrtarget 1 rotiert um die Achse 6
sowie das ortfeste Magnetsystem 4. Das Tragerrohr
5 dient auch als Kihimittelzuleitung zur Zufuhr des
KihImittels. Dabei wird das Kihimittel, beispielswei-
se Kuhlwasser, an dem zum Versorgungsendblock 3
zugewandten Ende des Tragerrohrs 5 eingelassen,
an dem gegenuberliegenden Ende derselben ausge-
lassen und durch den Zwischenraum zwischen dem
Grundrohr 11 und dem Tragerrohr 5 nach auf3en ab-
geleitet. Durch die einseitige Halterung des Trager-
rohres 5 wird diese auch haufig als Lanzenrohr be-
zeichnet.

[0029] Das Rohrtarget 1 ist durch einen elektri-
schen Kontaktanschluss 7 mit einer Spannungs-
versorgung (nicht dargestellt), beispielsweise einer
DC-Hochspannungsversorgung, verbunden. Wah-
rend des Sputterprozesses entsteht jedoch durch
Drehung des Rohrtargets 1 eine Potentialdifferenz
zwischen dem Magnetsystem 4 und dem Grundrohr
11, die beispielsweise im Bereich von wenigen Volt
liegen und zur Korrosionsbeschleunigung an der In-
nenflache des Grundrohrs 11 fliihren kann. Dies kann
verhindert werden durch eine direkte oder indirekte
elektrische Verbindung zwischen dem Rohrtarget 1
und dem Magnetsystem 4.

[0030] Ublicherweise besteht zwischen dem elektri-
schen Kontaktanschluss 7 zum Rohrtarget 1 und dem
elektrischen Kontaktanschluss 9 zum Tragerrohr 5
bzw. zum Magnetsystem 4 ein ohmscher Widerstand
8, der beispielsweise im Bereich von 100 Ohm oder
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mehr liegt. Bei dem ersten Ausfuhrungsbeispiel wird
eine elektrisch leitende Verbindung zwischen dem
Rohrtarget 1 und dem Magnetsystem 4 aufgebaut.
Mit dieser Verbindung kann der Widerstand 8 kleiner
als 5 Ohm sein und die Potentialdifferenz zwischen
dem Grundrohr 11 und dem Magnetsystem 4 kleiner
als 0.05 V gehalten werden. Beispielsweise kann die-
se elektrische Verbindung hergestellt werden durch
eine in dem Versorgungsendblock 3 aufgebaute me-
chanische Verbindung vom Rohrtarget 1 bzw. Grund-
rohr 11 mittels eines Kupfer- oder Edelstahl-Stabes
mit Gewinde (nicht dargestellt) zu dem metallischen
Tragerrohr 5.

[0031] Bei dem zweiten Ausfiihrungsbeispiel wird ei-
ne elektrische Verbindung vom Magnetsystem 4 zu
einer galvanisch von der Masse zuverlassig getrenn-
ten Spannungsversorgung hergestellt (nicht darge-
stellt), die an die Spannungsversorgung (nicht darge-
stellt) des Rohrtargets 1 elektrisch gekoppelt ist. Da-
bei wird das Potential des Magnetsystems 4 in Ab-
hangigkeit vom Rohrtarget 1 geregelt und damit eine
kleine definierte Spannungsdifferenz zwischen dem
Grundrohr 11 und dem Magnetsystem 4, beispiels-
weise eine konstante Spannungsdifferenz im Bereich
von 0.05 V bis 0.5 V, angelegt, die die Potential-
schwelle fur elektrochemische Korrosion nicht tber-
schreitet.

[0032] Weiterhin soll die Potentialdifferenz zwischen
dem Magnetsystem 4 und dem Grundrohr 11 die
Spannung fiir die elektrochemische Spaltung von
Wasser im Rohrtarget 1 nicht Uberschreiten. Diese
Spannung, oder auch sogenannte Zersetzungsspan-
nung ist vom pH-Wert des Wassers abhangig und be-
tragt ungefahr 0.4 V in basischer Lésung und 1.23 V
in saurer Losung.

Bezugszeichenliste

Rohrtarget

Grundrohr

Targetmaterial

Endblock, Versorgungsendblock
Endblock, Antriebsendblock
Magnetsystem

Tragerrohr

Achse

Kontaktanschluss
Widerstand
Kontaktanschluss
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Patentanspriiche

1. Verfahren zum Schutz eines Rohrtargets eines
Rohrmagnetrons vor Korrosion, wobei das Rohrtar-
get (1) als Kathode betrieben wird und ein drehba-
res Grundrohr (11) mit einem Targetmaterial (12) um-
fasst, wobei auf einem in dem Innenraum des Rohrt-
argets (1) ein feststehendes Tragerrohr (5) angeord-
net ist, auf dem ein Magnetsystem (4) befestigt ist,
wobei das Rohrtarget (1) von einem in dem Innen-
raum des Rohrtargets (1) angeordneten Kihlkreislauf
mit einem Kuahlmittel gekihlt wird, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen dem Magnetsystem (4) und
dem Rohrtarget (1) eine Potentialdifferenz so gehal-
ten wird, dass sie kleiner als die Potentialschwel-
le fur elektrochemische Korrosionsreaktionen an der
mit dem KihImittel in Kontakt stehenden Oberflache
des Grundrohrs (11) ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Magnetsystem (4) auf ein mit
dem Potential des Rohrtargets (1) gleiches Potential
gelegt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Potential des Magnetsystems
(4) von einer von der Masse galvanisch getrennten
Spannungsversorgung geregelt wird.

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 oder
3, dadurch gekennzeichnet, dass das Potential des
Magnetsystems (4) in Bezug auf das Potential des
Rohrtargets (1) konstant gehalten wird.

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 oder 4,
dadurch gekennzeichnet, dass das Magnetsystem
(4) in Bezug auf das Potential des Rohrtargets (1) auf
ein anodisches Potential gelegt wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
spriche, gadurch gekennzeichnet, dass die Poten-
tialdifferenz zwischen dem Magnetsystem (4) und
dem Rohrtarget (1) so gehalten wird, dass sie klei-
ner als die Potentialschwelle fir elektrochemische
Spaltung des Kihimittels, insbesondere elektroche-
mische Spaltung von Wasser, ist.

7. Anordnung zum Schutz eines Rohrtargets eines
Rohrmagnetrons vor Korrosion, wobei das Rohrtar-
get (1) als Kathode mit einer Spannungsversorgung
verbunden ist und ein drehbares Grundrohr mit ei-
nem Targetmaterial (12) umfasst, wobei in dem In-
nenraum des Rohrtargets (1) ein Tragerrohr (5) an-
geordnet ist, auf dem ein Magnetsystem (4) befes-
tigt ist, wobei in dem Innenraum des Rohrtargets (1)
ein Kuhlkreislauf mit einem Kihimittel zur Aufnah-
me der Warme vom Robhrtarget (1) vorgesehen ist,
dadurch gekennzeichnet, dass das Magnetsystem
(4) zu dem Rohrtarget (1) eine elektrische Verbin-
dung aufweist, mit der eine Potentialdifferenz zwi-
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schen dem Magnetsystem (4) und dem Rohrtarget
(1) so einstellbar ist, dass dadurch elektrochemische
Korrosionsreaktionen an der mit dem Kuhimittel in
Kontakt stehenden Oberflache des Grundrohrs (11)
vermeidbar sind.

8. Anordnungen nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Magnetsystem (4) und das
Rohrtarget (1) elektrisch leitend verbunden sind.

9. Anordnung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Magnetsystem (4) mit einer von
der Masse galvanisch getrennten Spannungsversor-
gung, die mit der Spannungsversorgung des Rohrt-
argets (1) elektrisch gekoppelt ist, verbunden ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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